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Dentre as diversas areas da Ciéncia e Engenharia de Materiais, a de revestimentos protetores em
acos, materiais a base de polimeros, entre outros, tem como o0 objetivo a melhoria de suas
propriedades triboldgicas utilizando processos e tratamentos superficiais especiais em vacuo. A
tecnologia envolvida por tras destas modificacBes superficiais € complexa e exige uma série de
cuidados que devem ser tomados, havendo iniumeras varidveis que devem ser controladas e
monitoradas a fim de seja possivel garantir a reprodutibilidade destes processos. A deposicéo fisica
em fase vapor ou Physical Vapour Deposition (PVD) é utilizada para producao de filmes finos, onde
basicamente se necessita que vapores do espécime a ser depositado seja criado por evaporagao
via feixe de elétrons (e-bean), e posteriormente, condensados sobre a superficie do substrato
formando um revestimento de protecdo. No processo de deposi¢cdo PVD, sdo encontrados varios
subsistemas em sua composicdo. Cada qual executa uma determinada parte do processo como um
todo que deve ser controlada e monitorada constantemente, como producéo de vacuo, controle de
valvulas, controle de aquecimento de substrato, injecdo de gases, geracdo de plasma através de
fontes de corrente continua e de radio frequéncia, refrigeracao, injecdo de gases, etc. Tais funcbes
realizadas por cada subsistema ndo sdo totalmente independentes, necessitando haver uma
programacao do equipamento com chaves inteligentes que impecam uma sequéncia incorreta de
uso gue pode, além de danificar o equipamento, afetar a reprodutibilidade dos experimentos. Neste
contexto, o presente trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema de controle e monitoramento
de um processo tipo PVD, para um equipamento disponivel no Laboratorio de Engenharia de
Superficies e Tratamento Térmico (LESTT/UCS), onde para tanto, sera utilizando um Controlador
Logico Programavel (CLP) modelo UCP-P0O3342 da Altus. Em um primeiro momento, foi
desenvolvido um painel virtual experimental para este equipamento utilizando um software
proprietario de demonstracdo com alguns dos principais subsistemas como o de vacuo, de controle
de valvulas, de monitoramento da circulacdo de 4gua gelada, bem como a e alimentacao elétrica de
equipamentos.
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